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서론

현재 투명 전도막으로 가장 폭넓게 사용되는 것은 로서 산화주석과 산화인듐으로부ITO ,

터 합성된 물질이며 가시광영역에서 높은 투과율과 낮은 전기 비저항 특성을 갖고 있다.

그러나 인듐산화물이 너무 고가이며 이것은 막의 생산가격을 높이는 결과를 가져왔ITO

다 이에 인듐산화물 대신 안티몬산화물로 대체하는 연구가 진행되고 있으며 막은. ATO

항공기 창유리의 성에 방지용 냉동기 의 결로 방지 등의, show-case , Solar heat lector

전극 물질로 연구되고 있다 투명전도막이 성공적으로 산업 제품에 응용하기 위해[1-3].

서는 전기전도도가 높고 광학적 투과성이 우수해야 한다 광학적 투과도는 박막의 두께.

를 감소시킴으로써 증가시킬 수 있어서 크게 문제가 되지는 않으나 도전막의 전기전도도

개선은 소재의 구조연구를 통해 가능하다 투명 전도막의 응용을 위해서 도전막의 내화.

학성과 내마모성의 개선도 필요하다 도전체의 합성연구로는 졸 겔법 수열법 등이[4-6]. - ,

주로 사용되어 왔으나 졸 겔법은 반응조건이 간단하고 쉽게 제조할 수 있다는 장점은 있-

으나 입경조절이 어렵다는 단점이 있다 수열법은 졸 겔법과 법의 중간단계로 졸 겔. - SAS -

법의 합성조건에 아초임계 단계의 압력 조건으로 합성하는 방법이다.

이렇게 합성된 도전체는 건식 도포법과 습식 도포법에 의해 필름으로 제조된다[7,8].

스퍼터링법과 같은 건식 도포법은 도전성과 투명성이 우수한 및 필름을 쉽게ITO ATO

생산할 수 있다는 장점은 있으나 생산설비의 가격이 비싸고 광폭 제품을 생산할[9-12]

수 없으며 이상의 높은 열때문에 필름 생산성이 떨어진다는 단점을 가지고 있다300℃

전자파 차폐 필름 열 차단 필름과 같이 도전성은 다소 떨어지나 저렴한 도전[13-15]]. ,

필름이 필요한 전자부품 포장소재 시장에서는 습식 도포법을 이용한 유연성있는 필ATO

름의 생산이 필요하였다[16].

본 실험에서는 법을 이용하여 균일한 나노크기의SAS (supercritical anti-solvent)

를 합성하였으며 합성된 입자를 필름 위에 습식방법으로 코팅하여 도전막을ATO , ATO PET

제조하였다.
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실험

ATO(Sb2O3-SnO2 합성을 위해 주 사의) ( ) Aldrich SbCl3 와 SnCl4을 사용하였으며 용매는,

에탄올 주 과 증류수를 사용하였다[( ) Aldrich] .

합성은 법에 이용하였으며 상 거동 은 초임계 유체에 포함ATO SAS , (phase behavior)

된 혼합 시스템에서 큰 변화를 보이며 이러한 특성이 결정화에 이용된다 용매에 초임계.

유체를 용해시키면 용매는 로서 작용하며 용질 상을 침전시키면서 합성이anti-solvent

이루어진다 법을 이용한 의 합성은. SAS ATO 과 같은 반응설비를 이용하여 와Fig. 1 Fig. 2

같이 진행되었다. 법에 있어 반응기의 내부온도는 로 조절하고 압력은SAS 50 15 MPa℃

로 최적화시켰다 용매는 물과 에탄올을 비율로 혼합하여 사용하였으며 의 비. 5:5 Sn:Sb

율을 로 변환시키면서 조성특성별로 를 합9:1, 8:2, 7:3, 6:4, 5:5, 4:6, 3:7, 2:8 ATO

성하였다 이렇게 합성된 는 로 시간동안 소결시켜 결정화시켰다 이 실험. ATO 600 1 , .℃

을 통해 생성된 를 이용하여 도포액을 만들었으며 습식도포 바를 이용하여 필름ATO PET

위에 도포하여 필름을 제조하였다ATO (Fig. 2).

결과 및 고찰

의 조성특성이 합성에 미치는 영향을 비교하기 위해 의 합성비가ATO Sn:Sb 1:9, 2:8,

이 되도록 반응 조건을 설정하였다 와 같은3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2, 9:1 . Fig. 2

단계로 를 합성한 결과 의 비율이 일 때 물성이 가장 우수하였다ATO Sn:Sb 8:2 (Fig.

3). 의 비율이 이하로 형성되면 원활한 합성이 진행되지 않았다Sn:Sb 4:6 (Fig. 4).

온도 의 법으로 를 합성하였으며 의 비율이 일 때 의15 MPa, 50 SAS ATO Sn:Sb 8:2 ATO℃

물성이 가장 좋았다 이렇게 합성된 는 도전고분자와 혼합하여 도포액을 혼합한 다음. ATO

습식도포바를 사용하여 도전필름을 제조하였다 도전필름의 도포막의 두께는. 300~600 Å

이며 105~106 의 도전성을 가졌다cm .Ω․
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Fig. 1. A reactor for ATO synthesis by a

SAS method.
Fig. 2. Experimental Method as SAS.
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Fig. 3. XRD of ATO (Sn:Sb = 8:2). Fig. 4. XRD of ATO (Sn:Sb = 4:6).


